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适用于金刚线硅片

减轻线痕

提高表面清洁度

尺寸可控

提高片内均匀性

提高片间均匀性

提高批次均匀性

缩短制绒时间

提高批次寿命

对制绒提出
更高要求

产能产能

绒面绒面硅片硅片

1 单晶制绒面临新的挑战
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 单晶制绒催化剂的首创者

 拥有自主知识产权，拥有五项发明专利，已申请国际专利

 单晶制绒催化剂已经更新了五代
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单晶制绒催化剂
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适用性
更适用于金刚
线切割单晶硅片

绒面
绒面均匀性好
尺寸1~3 µm

产能
制绒时间短
使用寿命长

其他
外观良好
疏水性好
用量少

TS50特点3
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使用TS 50制绒后绒面的SEM照片

3 TS50特点 提高绒面均匀性
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绒面

反射率 10.08 10.02 10.06

3 TS50特点 缩短制绒时间

在保证腐蚀量、
绒面均匀性和反
射率都正常的情
况下，适当提高
碱浓度，可以将
制 绒 时 间 从
18~20min缩短至
10~12min，显著
提高产能
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温度：78~82o（推荐80o）
时间：10~20min（推荐12min）

碱
初配：1.5-3.0 %
（推荐2.5%）

TS50
初配：0.8-1.2 %
（推荐1.0%）

使用工艺4
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制绒结果 反射率5

反射率：10.0~10.5 (400~1050nm平均反射率)
8.9~9.4 (900nm处反射率)
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通过产线调试（约1万片）
工艺窗口宽 减重稳定可控 制绒液使用寿命长

制绒结果 减重稳定性5
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调试控制要点及工艺匹配6

PECVD
印刷
烧结

刻蚀
去PSG

扩散制绒

扩散方阻
与产线相当

烧结温度
适当调节

 腐蚀量
 反射率
 绒面大小
 表面均匀性

膜厚和折射率与产线相当
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泡沫 首槽 后期

在制绒过程中
溶液表面会漂
浮一层很薄的
泡沫，但不会
对制绒效果和
操作造成不良
的影响

首槽的绒面和
减重有可能会
略小，可通过
工艺进行调节

在单槽使用后
期，可能会出
现减重变小绒
面变大的情况，
可通过工艺进
行调节

调试现象和调整7
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制绒结果 电池片结果

1.制绒时间短，提高产能

2.去污力强，制绒后硅片表

面情况优异

3.反射率与产线持平或降低

4.良好的疏水效果，与产线

工艺兼容

5.单槽使用寿命大于30批

1.电池效率进一步提高

2.成品率与产线相当

预期结果8
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Thank you！


